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Elemental analysis of black chrome plating by means of an electron probe micro 
analyzer (EPMA) and X-ray fluorescence analysis (XRF)
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３　結果および考察

2 0図１　試料断面模式図

表１　各装置の特徴

表２　分析条件
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表 1 各 の

分析装置 光X 分析

電 照射 μm
光X 元素

X 照射 μm
光X 元素

EPMA

XRF-WDX

1 200 μm

0.5 35 mm

ZAF

FP
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表 2

分析装置 加速電圧 ビーム電流 照射径

LSA(120,70) [ B～O ]
RAP [ O～Al, Cr～Kr ]

PET [ Si～Ti, Kr～Ba, Lu～U ]
LiF [ Ca～Ge, Sn～Hg ]

管電圧 管電流

RX(26,35,40,61,85) [ B～Mg ]
PETH [ Si,Al ]
GeH [ P～Cl ]

LiF(200) [ K,Ca ] 40 kV 75 mA
LiF(200) [ Ti～Cm ] 50 kV 60 mA

       分光結晶                   [分析元素]

EPMA 15 kV 100 nA
200 μm

(試料サイズ 25mm×25mm)

XRF-WDX
30 kV 100 mA

20 mm
(試料サイズ 25mm×25mm)
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図 1 図

黒色クロムめっき

光沢ニッケルめっき

クロム層  約１µm

ニッケル層  約 30 µm

基材  約１µm

半光沢ニッケルめっき

SUS304
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表 3 補正計算した各元素の含有率
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表 3 補正計算した各元素の含有率

EPMA XRF-WDX
C 3.59 3.79
N 6.93 8.85
O 14.35 16.5
Na 0.71 1.53
Al 0.0062
Si 0.0106
S 6.87 5.28
Cl 0.0018
K 0.98 0.39
Cr 38.73 2.57
Mn 2.69 0.213
Fe 0.7 0.209
Co 15.55 0.722
Ni 8.85 60
Mo 0.0159

検出元素
含有率[mass%]　(推定値)




